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INTRODUCTION 

慣性核融合の高速点火では、爆縮コアプラズマで
の加熱効率が低いことが問題の一つとして挙げられ
る。追加熱に用いられる高強度レーザーによって生
成される高速電子は、コアプラズマを加熱する上で
大きな役割を果たす。この高速電子は高密度プラズ
マと高強度レーザーの相互作用によって生成される
が、その高速電子は 40度以上の大きな発散角を持っ
ており、加熱効率が低い原因となっている。この問
題を解決するために本研究では、物質の比抵抗率勾
配に起因する自己生成磁場を用いて高速電子の発散
角を抑えるために、中実球の中に Niワイヤーを挿入
したターゲットを使用した。このターゲットを用い
ることで自己生成磁場による高速電子のコリメート
を実験的に確認した。 

EXPERIMENT SETUP 

	 先行研究では二つの異なる電気抵抗率の物質を用
いると二つの物質の抵抗率の勾配によって生じる自
己生成磁場によって高速電子が収束されるという効
果が報告されている。本研究では、それらの先行研
究を応用して、オレイン酸銅中実球に Niワイヤーを
挿入することでサンドイッチ構造を作成した。この
ターゲット球に高強度レーザーを照射することで生
成される自己生成磁場による高速電子の収束の効果
を検証した。 

	 ターゲット球には、阪大レーザー研で開発された
オレイン酸銅（Cu-oleate）中実球（直径 190 ㎛）に
Niワイヤー（直径 25㎛、長さ 40㎛）を挿入し、そ
の球の表面を PVAでコーティング（厚さ 30㎛）し
たターゲットを用いた。 

図１	 実験セットアップ 
 

	 阪大レーザー研で行われた実験では、GXII
（760J/beam,2.0ns）、LFEX（300J/beam,1.5ps）の二つ
のレーザーを用い、Niワイヤーの有無の 2種類の条
件で、LFEXのみと Joint shotを行った。これらの条
件でどの程度の差が生じるか各計測器を用いること
で検証を行った。 

EXPERIMENT RESULTS 

Kα imager の観測結果から Ni ワイヤーを挿入し
たときにより強い発光が見られることを確認するこ
とが出来た。これにより、Niワイヤーとオレイン酸
銅の抵抗率によって生じる自己生成磁場によって爆
縮コアに到達した高速電子の量が増加した可能性が
あることが示された。 

図２	 Kα imagerの観測結果 

 

	 また、ESMの結果では、爆縮コアの加熱に寄与す
る低エネルギー域の電子の割合が0度から21度の範
囲で増加していることが確認できた。このことから、
抵抗率の勾配によって生じる自己生成磁場によって
高速電子がガイディングされていることが確認する
ことが出来た。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３	 ESMの計測結果（低エネルギー域） 

 

CONCLUSION 

	 これらの結果から、オレイン酸銅に Niワイヤーを
挿入することで生じる比抵抗率の勾配由来の自己生
成磁場により、高速電子の発散角を抑え、爆縮コア
に誘導できた可能性があることが分かった。 
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